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1. 背景と目的 

網膜色素変性症及び加齢黄斑変性症といっ

た網膜疾患の治療法として，人工視覚デバイス

の開発が行われている．その中でも脈絡膜上経

網膜刺激(Suprachoroidal-Transretinal Stimulation, 

STS)方式は,安全性が高い方式として臨床試験

が実施されている[1,2]．本研究では，人工視覚

デバイスによる高解像度および広視野角の視

覚再建を目指し，フレキシブル人工視覚CMOS

スマート電極デバイスの多電極化を実現する．  

2. デバイスの構成 

CMOSスマート電極デバイスは，パリレンC

薄膜基板とPt電極を搭載するセラミック基板

モジュールで構成される．本研究では，セラミ

ック基板モジュールを複数個配置する実装プ

ロセスを開発する事で，多電極化を実現する．

セラミック基板モジュールは，正六角形のセラ

ミック基板の片面に電極制御用CMOSチップ

が搭載され，反対面には7個のPt刺激電極が搭

載される．各モジュール間は，パリレンC薄膜

とAu薄膜で構成されたフレキシブルなパリレ

ンC薄膜基板で接続される．今回は，3個のセ

ラミック基板モジュールを搭載する実装プロ

セスを開発し，デバイスの試作を行った． 

3. デバイスの実装工程 

デバイスの実装工程をFig.1に示す．まず，

パリレンC薄膜基板を作製する．ガラス基板上

に(a)Al(犠牲層)，(b)パリレンC(ベース層)を成

膜する． 

 
Fig. 1 Fabricating process of the device.  

 

Fig. 2 Photograph of the fabricated device. 

その上に(c)Ti(接着層)とAu(配線層)を成膜し，

配線パターンを形成する．(d)YAGレーザーを

用いてデバイスの外形を切り出し，(e)犠牲層

を溶解しパリレンC薄膜基板をガラス基板か

ら剥離する．次に，(f)セラミック基板を剥離後

のパリレンC薄膜基板上にフリップチップ実

装する．(g)セラミック基板上にCMOSチップを

フリップチップ実装する．最後に(h)パリレンC

をデバイス全体に成膜した後，電極のみを開口

する．本研究で作製した3モジュールデバイス

をFig.2に示す．今後は実装したデバイスの擬

似生体環境における動作性能の評価を行う予

定である． 
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